
1. 洗浄装置開発の背景

私が1969年に入社した当時､当社は印刷に使用される版を製造

する機器の製造､販売を主たる事業とする会社であった。印刷の

版を作る工程は写真製版工程と呼ばれ､半導体製造におけるフ

ォトリソ工程の語源である。Photolithoを直訳すると写真石版で

あり､印刷の版が石を材料としていた時代にできた言葉である。

当社は､写真製版機器の総合メーカとして光学機器や印刷版の

表面処理装置を製造していたが､まだ半導体産業は誕生して間

がない時であり､フォトマスク製造のための光学機器を製造してい

たのみで､半導体製造装置事業はまだ芽も出ていなかった。

一方で､この時期は東京オリンピックを契機にカラーテレビの需

要が急速に伸びていた時である。当社では写真製版の技術を

応用して､カラーテレビ製造に必要なシャドウマスクの生産を1963

年に開始し､1967年には全自動生産ラインを完成させ､需要の

伸びに対応していた。シャドウマスクの生産には､フォトレジストを

塗布する前の金属表面の洗浄､フォトレジストの塗布､乾燥､パタ

ーン露光､現像､ウエットエッチング､レジスト剥離と半導体製造プ

ロセスと共通な技術が必要であるが､当事はこのような機器は

全て自社で開発､製造するしか道はなく､多くの技術者を投入し

て生産ラインを完成させた。酸やアルカリの液体を使用してフォ

トエッチング工程を自動化したシャドウマスク生産の技術が､将

来の半導体製造装置事業進出の基礎になっている。

2. アルミ配線工程用ウエットエッチング装置の開発

シャドウマスク自動生産ラインが完成した後､電気､機械､化学を

専門とする技術者集団の仕事がなくなり､彼等の技術を社外に

販売できる事業開発が急務となり､そのためのプロジェクトチー

ムが編成され､私も一員として参加した。ハングリーな技術屋集

団であったので仕事になりそうなものへは何でも取り組んだ。

公害防止のための廃水処理装置､IC用リードフレーム製造用の

小型フォトエッチングプラント､プリント基板製造プラント等､自分

たちの技術を売れる仕事であれば業界を問わず製品開発を

行った｡この活動の一つにIC製造用ウエットエッチング装置の

開発が飛び込んできた。当時､少人数の部隊（5人程度）が米

国より半導体製造装置の輸入販売をしており､そのビジネスの

ご縁で､あるお客様より開発依頼をいただけた。ICの製造工

程も知らないまま､ご希望される機能を伺うため､お客様を訪問

し､現在の作業方法､問題点を教えていただいた。エッチング

処理に関しては問題なく開発できる自信はできたが､カセットto

カセットの自動化のご要求が実現できるか若干不安であったが､

取組みを開始した。京都と群馬を何度も往復し､α装置での

エッチング処理の確認を行う一方､外部の会社にオートローダ､

アンローダの開発をお願いし､全自動アルミエッチャーの開発を

進めた。1975年､2“φのウエファを使っていた時代である。ご

希望通りの機能を発揮できる装置を納入させていただき、お客

様にも喜んでいただけた。大日本スクリーン製のIC製造装置1

号機である。この装置は他のICメーカでも好評でほとんどの日

本のお客様に納入した。

3. バッチ式洗浄機への取組み

アルミエッチャーを納入させていただいたあるお客様より､｢これ

だけの装置を作れるのであれば､他の工程用の装置開発をや

らないか。｣というお言葉をいただき取り組んだのが｢硫酸剥離

装置｣である。高温の硫酸に酸化剤として過流酸アンモニウム

を投入し､レジストの剥離兼酸洗浄を自動で行うという装置であ

る。アルミエッチャーの開発時と同様､現在の処理内容､問題点､

ご希望の機能を教えていただき､設計を開始した。乾燥を自動

で行う方式として､ノズルより圧縮空気を噴出し､ウエファに吹き

かけるという斬新な（?）アイデアを採用した全自動式｢硫酸剥離

装置｣が完成し､お客様の新工場へ搬入されセットアップを開始

した。それまでに多くの新製品を一発勝負で成功させてきた輝

かしい履歴がこの装置で終了することになるとは夢にも思わず

に。この装置では多くのことを経験させていただいた。

（1）高温濃硫酸は直ぐに液漏れを起こす｡

（2）ウエファに圧縮空気を吹き付けてもウエファの周りに水が飛

散するだけで､ウエファは何時までも乾燥してくれない。

（3）お客様に分けていただいたコーヒー自動販売機の砂糖供給

部品は､耐薬品性の検証ができていなかったので直ぐに溶け

てなくなった。

他にも石英ヒータの線切れ等､多くの問題を抱え､斬新な乾燥

機は直ぐにお役ご免となり手動のスピンドライヤーを横に置い

ていただいたが､濃硫酸の液漏れのひどさに､お客様もとうとう

音を上げられ一からの作り直しを命ぜられた。かくしてバッチ

式半導体洗浄装置の1号機は引き取り処分となった。作り直し

に際しては､失敗の反省を十分行い､現在の製品に比べると低

いレベルではあるが､当時としては信頼性の高い装置を製作し
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て入れ替え納入を行い使用していただいた。

4. バッチ洗浄装置の第二次産業製品化

半導体製造装置製造業はれっきとした第二次産業であるが､こ

のバッチ式洗浄装置は生い立ちが他の工程の装置と異なり､流

し台の上で行っていた作業を単に自動搬送して自動化装置とし

て発展させてきたものであり､お客様ごとに固有のノウハウのか

たまりとなっており､装置メーカのプロセスデータに基づく設計を

基本とする装置ではなかった。お客様も過去の経験を重要視さ

れ､洗浄槽の形状等､プロセス結果に影響を与える要素は頑な

に変更を認められなかった。そのために､各ICメーカにほぼ専属

の装置メーカが存在し､一台ごとにノウハウのかたまりを反映さ

せた装置を作らせるという形態が主であった。その中で､大日本

スクリーンは全てのICメーカ様と均等にお付き合いをしてお取引

をさせていただくべく､自動化に関する技術開発に力を入れ事

業拡大を進めて行った。80年代の日本IC産業の発展に乗り､事

業は順調に成長して行ったが､依然として手工芸品に近い製品

であった。石英製洗浄槽の図面が600種類を超えるようになり､

保守部品の供給にも支障が出る状況になって行った｡この状況

を打破して真の第二次産業製品とすることを目指して､当時の洗

浄装置メーカとしては分不相応な洗浄工程専用の実験研究棟

の設立を企画して､1992年に開設した。最先端のクリーンルー

ム､超純水プラント､数億円単位の分析装置を多数並べ､洗浄

プロセスをデータに基づいて議論する下地を作った。多くのお

客様に見学していただき､当社の洗浄装置に対する姿勢に対し

てご理解を求めた。お客様も､｢洗浄工程の見直しをデータに基

づいて行うべき時に来ている。｣とのお考えをお持ちの方が多く

｢洗浄ミーティング｣と称する技術者間の技術交流会が数社のIC

メーカと開始された。この実験研究棟で得られたデータに基づ

き設計された洗浄装置を社内では｢統合化ウエット｣と名づけ､

全てのお客様に同じ洗浄槽を搭載した装置を納入することを合

言葉に開発を進めた。当初は何社かで抵抗はあったが､当社

で準備した多くのデータを説明させていただいた後､実ウエファ

を当社の実験棟に設置した当社オリジナル設計の装置で処理

していただき､処理結果を当社技術者と共同分析し､装置の性

能を確認していただいた。お持ち帰り後の社内での電気特性

も良く､｢統合化ウエット｣にご理解をいただけるようになった。こ

の実験棟から出てくるデータをベースにやっと洗浄装置が第二次

産業製品らしくなった。

5. 更なる挑戦

｢統合化ウエット｣の開発を進めるかたわら､｢戦艦大和｣と悪名

を付けられるほど巨大な洗浄装置の小型化の開発が別グルー

プで進行していた。｢ワンバス式洗浄装置｣の開発である。マル

チバス式の従来型洗浄装置は薬液の種類の数だけ洗浄槽が

必要となり､水洗槽､乾燥機と水平に並べるため､自動化対応の

フルシステムでは装置長が10mを超えることもあり､小型化が熱

望されていた。｢ワンバス式｣では1槽の中で異なる薬液を順番

に流して処理をするもので､この方式であれば薬液の種類がい

くつあっても装置が大きくなることはない。｢順番に流す｣というの

は｢言うは易く行うは難し｣の典型で､槽の最終型が決定される

までに技術者の多大な努力があった。コンピュータによる液流の

シミュレーション､それに基づく試作品の評価。シミュレーション

通りにはなかなか結果が出ない。何とか液の流れを人間の目で

見れないかと､試行錯誤しながら｢液流の可視化｣技術を完成

させた。槽の設計以外にも薬液供給システムの長期安定性の

確保等､多くの技術課題を解決するのに技術者の挑戦が続い

た。お客様の量産工場に納入された後に発覚した問題解決の

ため､鈴鹿山脈の峠越えを桜の花を見たり紅葉するもみじを見

ながら続けた。これらの挑戦が実を結び｢ワンバス式洗浄装置｣

は完成したが､｢ワンバス｣の考えは共同開発でご支援いただい

たICメーカ以外では｢統合化ウエット｣以上に拒否反応が強く､

普及には時間がかかった。｢ワンバス｣と従来式洗浄槽を自由に

組み合わせられる装置を開発後やっと多くのお客様の認知をい

ただけるようになった。現在販売している300mm対応の

｢FC3000｣はこの｢ワンバス｣との組み合わせを基本とした300mm

用装置であるが､200mm用のマルチバス方式より30%以上小型

となっており､世界中のICメーカに採用されている。

6. まとめ

洗浄装置を手がける技術が大日本スクリーンの固有技術にあ

ったこと､ウエットエッチャーの開発にご協力いただけるお客様

があったこと､エッチャーの技術を展開してバッチ式洗浄装置

開発の機会を与えて下さり､失敗にも関わらずやり直しの機会

をいただけたお客様があったこと等､洗浄装置事業スタート段

階において幸運に恵まれていたことを有り難く思っている。1992

年に実験棟を設立した後､この装置を他の工程機器のように､

装置メーカの設計した第二次産業製品にすることに挑戦したこ

と､｢ワンバス槽｣開発に挑戦してシミュレーション技術や可視化

技術を進展させる等、多くの技術者の挑戦魂がお客様に認め

て頂けてのこの10年の発展であったと思う。今後も微細化を

進める上で、洗浄工程には多くの技術課題が立ち塞がってい

るが、挑戦魂を発揮して前進して行きたい。
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